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次世代半導体技術として注目されている極端紫外(EUV)光源開発研究の進展により、研空室レ

ベルでも比較的容易に高出力の EUV光を得られるようになってきた。このため、半導体リソグラ

フィ用のみならず、EUV光を直接用いた材料加工等の応用研究が開始されている。しかし、EUV

照射を受けた物質中のエネルギー輸送やアブレーションの物理はまだよく理解されていない。一

般的に、従来のレーザーを用いた物質アブレーションに対し、短波長である EUV光によるアブレ

ーションでは、臨界密度が固体密度を大きく超えるため、固体密度領域に直接エネルギーできる。

結果として、局所的な一様加熱が起こり得るため、アブレーションを用いた材料の直接微細加工

等への利用が期待される。本研究では、固体キセノンを光源ターゲットとしたレーザー駆動 EUV

光と、Nd:YAG レーザー光を用いて物質アブレーションを行い、両加熱源でのアブレーションの

特性を比較することで、加熱・膨張機構やその相違点を明らかにしようとしている。実験として

は、2 つの異なる光源で加熱、発生したプルームに対して可視分光計測を行い、電子温度、電子

密度、イオンの価数を求め、シミュレーションと比較した。また、ファラデーカップ型のチャー

ジコレクタを用いてイオン電流を計測し、エネルギー分布、角度分布を求めた。 

可視分光計測では、両加熱源に対して、電子温度、密度の明確な差異は見られなかった。イオ

ンのエネルギー分布計測では両加熱源で大きな違い(Fig.1)を示し、空間的に異なるプラズマ膨張

のメカニズムがあることが予測された。講演では研究結果、考察をより詳細に発表する。 

 

 

 

 

 

            

 

	 	 	 	 	 	 Fig.1 EUV及びレーザーアブレーションにおけるイオンエネルギー分布 
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